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Os avanços na microtecnologia têm levado a uma exigência crescente na área da 
metrologia. Sistemas de elevada precisão como os MEMs (MicroElectromechanical 
Systems) e dispositivos micro-ópticos, incorporam micropeças com dimensões ou 
detalhes da ordem do micrómetro, com tolerâncias dimensionais submicrométricas. 
Embora técnicas de medida como a microscopia de varrimento e a interferometria 
estejam generalizadas, à medida que a indústria reduz a escala dimensional de 
trabalho, novos desafios emergem, associados à metrologia dimensional, inspecção e 
monitorização in situ, decorrentes dos processos de fabrico e controlo [1-3]. 
 
Este artigo apresenta uma solução que tem como objectivo desenvolver uma técnica 
robusta e de fácil implementação em ambiente industrial. A metodologia 
desenvolvida tem por base a análise da imagem do padrão de difracção, na região de 
Fraunhofer, obtido pela desfocagem da imagem da luz difractada no objecto e num 
algoritmo de inversão que permite a recuperação de fase com base no mapa de 
intensidades [4,5]. O perfil de espacial da superfície é obtido a partir da fase 
associada ao mapa de intensidades da imagem da superfície. Se a amplitude 
complexa da luz difundida pela superfície for dada por  
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a sua topografia pode ser obtida a partir da fase φ(x,y) recuperada 
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Utilizando um laser de He-Ne (λ = 632 nm) e uma objectiva de abertura numérica 
0,55, a resolução lateral é de, aproximadamente, 1μm.  
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